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【誤訳訂正書】
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【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２２】
　したがって、本発明により、一次改質器の入口からのプロセス水蒸気のいくらかを、下
流に位置する熱交換改質器に移動させることも可能である。水蒸気は、フィードガスと混
合されて熱交換改質器に入る前に管支持体を冷却するように、熱交換改質器に添加される
。これは、低温端が、機械的に安定である管支持体を構築することを可能にする改質器に
おいて作り出されることを示唆している。通常、管支持構造体は、約７７０℃の温度を経
験し、これは、インコネルなどの高価な材料の使用を必要とする。管支持構造体の温度は
、例えば、４００～４５０℃まで大幅に低減され得るため、管支持構造体は、攻撃的ガス
と接触せず、安価な材料、例えば、インコネル以外の材料からも構築されることができる
。
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